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Критическая толщина детонации – одна из определяющих характеристик взрывчатых веществ, характеризующая его детонационную способность. Критическая толщина детонации величина не постоянная и зависит от различных факторов, связанных как с технологией изготовления ВВ, так и с условиями применения данного ВВ. Существенное влияние на величину критического сечения детонации оказывает наличие оболочки.

Исследование критической толщины детонации проводилось ранее по методу «продольного клина». По результатам этих исследований был опубликован доклад «Определение критической толщины детонации ВВ на основе ТАТБ, контактирующего с материалами, отличающимися динамической жесткостью» на Х Забабахинских научных чтениях в 2010 году.

В данной работе исследовалось влияние оболочки и ее динамической жесткости на величину критической толщины детонации. Также исследовано влияние начальной пористости ВВ на величину критической толщины детонации. Требуемая пористость деталей из ВВ достигалась путем прессования. В экспериментах использовались оболочки из бериллия и алюминия, существенно отличающиеся по динамической жесткости. Исследования проводились при температуре +20(С. 

Критическая толщина определялась на клиновидных зарядах по методу «поперечного клина». Инициирование клиновидных зарядов  из низкочувствительного ВВ производилось плоской детонационной волной вдоль поверхности с переменным сечением.
Регистрация выхода детонационной волны на поверхность, противоположную поверхности инициирования, осуществлялась при помощи фотохронографа с зеркальной разверткой изображения.  Локализация свечения детонационной волны при выходе на свободную поверхность осуществлялась при помощи преграды из оргстекла с нанесенными на нее линиями растра, каждый из которых соотнесен с сечением клиновидного образца из ВВ определенной толщины. Преграда из оргстекла, в данном случае, выполняла роль светового затвора, перекрывая свечение при вхождении в нее ударной волны.
При выходе детонационной волны на свободную поверхность фиксировалось свечение в линии растра. В случае отсутствия детонационной волны  свечение не регистрировалось. По месту прекращения свечения определялась толщина слоя ВВ, в котором детонация не может распространяться. Полученная толщина, собственно, и является критической толщиной детонации.
В опытах с алюминиевой оболочкой регистрация прекращения детонации (критической толщины) также осуществлялась по отпечатку на пластине-свидетеле из алюминия в случае их сохранности.
Результаты проведенной работы находятся в согласии с данными  полученными по методу «продольного клина». В ходе экспериментальных исследований получена зависимость критической толщины детонации от пористости исследуемого низкочувствительного ВВ. Показано влияние динамической жесткости оболочки на величину критической толщины детонации. 
